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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】蛍光ランプで使用するランプ用ガラス管の洗浄
方法を提供する。
【解決手段】蛍光ランプ、特に背景光で使用するランプ
用ガラス管の洗浄方法。洗浄方法は、中性から弱アルカ
リ性の、好ましくは約７～約１２の範囲のｐＨ値で、約
０°Ｃ～約９０°Ｃの範囲の洗浄温度で水性洗浄媒体に
よりガラス管を洗浄するステップを有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　蛍光ランプ、特に背景光で使用するランプ用ガラス管の洗浄方法であって、該洗浄方法
は、
　中性から弱アルカリ性の、好ましくは略７～略１２の範囲のｐＨ値で、略０°Ｃ～略９
０°Ｃ、特に、略２０°Ｃ～略８０°Ｃ未満の範囲の洗浄温度で水性洗浄媒体によりガラ
ス管を洗浄する、方法。
【請求項２】
　特に背景光用の蛍光ランプに使用するランプ用ガラス管の加工方法であって、
（１）中性から弱アルカリ性の、好ましくは略７～略１２の範囲のｐＨ値で、略０°Ｃ～
略９０°Ｃ、特に、略２０°Ｃ～略８０°Ｃ未満の範囲の洗浄温度で水性洗浄媒体により
ガラス管を洗浄する処理と、
（２）加熱する処理と、を含む方法。
【請求項３】
　ｐＨ値を７～９の範囲または９～１２の範囲として、前記ガラス管を水性洗浄媒体で洗
浄する、請求項１または請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記洗浄温度を略２０°Ｃ～７０°Ｃ未満、特に好ましくは、略２５°Ｃ～５０°Ｃ未
満の温度範囲として実行することを特徴とする、請求項１から請求項３迄の何れか１項に
記載の方法。
【請求項５】
　前記洗浄処理の全工程において前記ｐＨ値は一定に保たれる、請求項１から請求項４迄
の何れか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記洗浄の間、ｐＨ値の管理を常時実行する、請求項１から請求項５迄の何れか１項に
記載の方法。
【請求項７】
　前記洗浄の間変更するｐＨ値を上げる、または下げるため弱酸又は塩基を付加する、請
求項５または請求項６記載の方法。
【請求項８】
　前記洗浄の間洗浄媒体を継続してまたは随時交換して元のｐＨ値に戻す、または元のｐ
Ｈ値を保持する、請求項５または請求項６記載の方法。
【請求項９】
　前記洗浄媒体にｐＨ緩衝系を付加する、請求項５または請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　前記緩衝系は、リン酸緩衝液、トリス緩衝液、ホウ砂緩衝液、炭酸－カーボネート－緩
衝液、アンモニア緩衝液などから選択する、請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　前記洗浄時間は略１０分から略１２０分である、請求項１から請求項１０迄の何れか１
項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記洗浄媒体に、前記ガラスの洗浄を補助する１以上の化合物を付加する、請求項１か
ら請求項１１迄の何れか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ガラスの洗浄を補助する１以上の化合物は、界面活性剤、特に、陰イオン性、陽イ
オン性、非イオン性、または両性の界面活性剤から選択する、請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
　前記洗浄媒体に、イオン濃度を上げるために１以上の中性塩を付加する、請求項１から
請求項１３迄の何れか１項に記載の方法。
【請求項１５】
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　前記洗浄媒体に、１以上の錯化剤を付加する、請求項１から請求項１４迄の何れか１項
に記載の方法。
【請求項１６】
　温度を下げて洗浄時間を長くする、または温度を高くして洗浄時間を短くすることを前
記洗浄に組み合わせる、請求項１から請求項１５迄の何れか１項に記載の方法。
【請求項１７】
　洗浄媒体として水性の溶剤を使用する、請求項１から請求項１６迄の何れか１項に記載
の方法。
【請求項１８】
　洗浄媒体として、５０％を上回る、好ましくは６０％を上回る、特に好ましくは７０％
を上回る、特に８０％を上回る水を有する水性の媒体を使用する、請求項１から請求項１
７迄の何れか１項に記載の方法。
【請求項１９】
　略０．１～略２０重量％、好ましくは略０．５～略１０．０重量％、特に好ましくは１
～５重量％の界面活性剤の量を用いる、請求項１２または請求項１３の何れか１項に記載
の方法。
【請求項２０】
　前記洗浄媒体は以下の組成成分、
【表１】

を有する、又は構成要素とする、請求項１から請求項１９迄の何れか１項に記載の方法。
【請求項２１】
　前記ガラス管のガラスとして硼珪酸ガラスまたはナトロン－石灰－ガラスを使用する、
請求項１から請求項２０迄の何れか１項に記載の方法。
【請求項２２】
　以下のガラス組成成分の一つ、
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【表２】

Ｒｈ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｗ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ｐｔ、Ｌａ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｇｄ
、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕは酸化物の状態で０～５重量％、
必要な場合は、通常の濃度で、特に塩化物、スルホン酸、Ａｓ２Ｏ３及び／又はＳｂ２Ｏ

３から選択した清澄剤、
を有する硼珪酸ガラスを、ガラスとして使用する、請求項１から請求項２１迄の何れか１
項に記載の方法。
【請求項２３】
　以下のガラス組成成分の一つ、
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【表３】

Ｒｈ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｗ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ｐｔ、Ｌａ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｇｄ
，　Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕは酸化物の状態で０～５重量％、
を有する、石灰－ナトロン・ガラスを、ガラスとして使用する、請求項１から請求項２２
迄の何れか１項に記載の方法。
【請求項２４】
　前記ガラス管の形状は円形、楕円形、四角形、及び／又は平面、四角形の断面形状から
選択される、請求項１から請求項２３迄の何れか１項に記載の方法。
【請求項２５】
　前記ガラス管は洗浄後、蛍光ランプ、好ましくは背景光用の小型蛍光ランプに加工され
る、請求項１から請求項２４迄の何れか１項に記載の方法。
【請求項２６】
　前記加熱する処理は最大で略約５００°Ｃ～約７５０°Ｃ、特に略６００°Ｃ～７００
°Ｃの範囲の温度で実行する、請求項２記載の方法。
【請求項２７】
　前記加熱で、蛍光層を管の内側に焼成する、請求項２または請求項２６の何れか１項に
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記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、蛍光ランプ、特に背景光に使用するランプ用ガラス管の洗浄方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、ＣＣＦＬ（冷陰極蛍光ランプ）、又はＥＥＦＬ（外部電極蛍光ランプ）放電ラ
ンプなどの放電ランプには公知の方法で、ケイ酸アルカリガラス、特に、硼珪酸ガラスが
使用されている。この種のガラスの主成分は、ＳｉＯ２，Ｂ２Ｏ３、及びアルカリ性酸化
物及びアルカリ性土類酸化物である。これらのガラスは、ガラス基質におけるＢ２Ｏ３の
含有量が、例えば、１０～２０重量％と比較的高くなると、酸やアルカリに対する化学的
耐性が相対的に劣化し、加水分解安定度も低下する。
【０００３】
　さらに、本来のランプ製造工程に入る前に、ガラス管を洗浄処理して、クリーンにする
ことが知られている。この洗浄処理は、例えば、輸送時に内外に付着した汚れを洗浄する
という一方で、ガラスの破片が存在する場合、これを除去することもできる。さらに好ま
しくは、必要な場合、輸送時又は保管時のひび割れを防止するために部分的又は全体的に
塗布したひび割れ防止層を除去することもできる。
【０００４】
　また、今日、様々な洗浄処理が知られている。
【０００５】
　米国特許出願第２００６／０１５４８３８Ａ１号には、金属線上の半導体基板を、キレ
ート剤、アルカリ化合物と水を含むｐＨ値８～１３の洗浄剤で洗浄することができる洗浄
方法が記載されている。キレート剤は、研磨処理、エッチ処理、及びＣＭＰ処理後に基板
表面に付着した金属系の汚染物質を除去する。基板は金属又は金属含有表面を有し、好ま
しくは、シリコンウェーハである。
【０００６】
　米国特許出願第２００４／０２２４８６６Ａ１号には、酸化剤、酸、フッ化化合物にア
ルカリ化合物を添加してｐＨ値を３～１０の範囲とし、水分濃度を８０重量％以上とした
半導体基板用の洗浄溶剤が記載されている。さらに、溶剤を用いて基板の表面に付着した
物質を除去する洗浄方法も記載されている。
【０００７】
　米国特許出願第６０３９８１５Ａ号には、オゾン水を混ぜたアルカリ性溶剤又は酸性溶
剤を洗浄溶剤として使用する洗浄方法が開示されている。
【０００８】
　欧州特許出願第１８０８４８０Ａ１号には、特に、プラズマエッチングまたは灰化処理
（Ａｓｃｈｕｎｇｓｖｅｒｆａｈｒｅｎ）の後、フォトレジストの残留物を半導体基板か
ら洗浄する洗浄剤について記載されている。この洗浄剤は、水、少なくともフッ化物、有
機酸と塩基からなるｐＨ緩衝系を含み、有機酸は、アミノアルキルスルホン酸とアミノア
ルキル炭素酸の少なくとも何れか一方を含み、塩基はアミンと第４アルキルアンモニウム
ヒドロキシドの少なくとも何れか一方を含む。組成成分は、有機溶剤をほとんど含まず、
５～１２のｐＨ値を有する。
【０００９】
　米国特許出願第２００５／０２４５４２２Ａ１号には、アルカリ成分、好ましくは６０
～９５重量％の一価または二価アルコール、および多価アルコールを含む、電子部品、金
属部品またはセラミック部品用のアルカリ洗浄剤について記載されている。これらのアル
コールは、窒素元素を含まず、所定の分子量を有する。
【００１０】
　米国特許出願第５７５０４８２Ａ号は、界面活性剤と水を混合して、エチレングリコー
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ルモノヘキシルエーテルを有機溶剤として含む、ガラス表面の汚れを縞の残らないように
除去するためのガラス洗浄剤について扱っている。ｐＨ値は、３．５～６．５または７．
５から１１．５の間に調節されている。
【００１１】
　米国特許出願第２００６／０２９３１９９Ａ１号は、例えば、５０重量％以上の組成成
分が水で、ｐＨ値が１～１０の範囲の、酸と塩を有する洗浄剤と洗浄方法について扱って
いる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　従来行われている洗浄処理には、一連の課題がある。洗浄処理の間、ガラスの化学的耐
性の弱さにより、ガラス表面が洗浄溶剤と反応し、例えば、溶出などが起こることがある
。これは、例えば、ガラスの溶解、すなわち、ガラスの一部、または全体が溶けて、ガラ
ス成分が溶剤に流出することを意味する。室温でｐＨ値が中性などの通常の条件では、ガ
ラスが部分的に腐食するのみであるが、これによって、ガラスの形状と性質も変化する。
さらに、例えば、ガラス表面からアルカリイオンが溶剤に流れ、プロトン（Ｈ＋）と交換
される、ガラス基質からＢ２Ｏ３が溶出するなど、ガラス表面でイオン交換が起こりうる
。
【００１３】
　これらの洗浄溶剤とガラスとの反応は、まず、続くガラスの処理工程において、例えば
、いわゆる「ベーキング処理」（最大温度が、例えば、約５００°Ｃ～約７５０°Ｃ、通
常は６００°Ｃ～７００°Ｃ）と呼ばれる蛍光層を管の内側に焼成する加熱工程で管が縮
む（「収縮」または「コンパクション」）などの不利な影響を及ぼす。「コンパクション
」とは、本明細書では、非可逆的で局所的な圧縮を意味し、物質の分子レベルの収縮に起
因する。ガラス基質から、アルカリイオンやＢ２Ｏ３などの成分が溶脱することによって
、網目構造体の「網目の幅が大きく」なり、管の加熱によって、網目構造体が収縮するよ
うになる。
【００１４】
　これによって、形状が変形し、特に管の長さが収縮することがある。この管の収縮は、
寸法の略０．５％～１０％のオーダーで発生しうる。最悪の場合、この収縮によって管は
、目的とする用途に使用できないため、ゴミとして廃棄されることになる。
【００１５】
　上述の課題に鑑みて、本発明は、加熱処理によって洗浄媒体がガラス表面と反応するこ
とにより、管が縮小化（「収縮」）して形状が収縮することを少なくする、または完全に
防止する洗浄方法を提供することを目的とする。特に、本発明は、「収縮」のばらつきを
減少する、すなわち、多数の管における長さの変化を可能な限り均一にすることを目的と
する。洗浄処理がガラス表面の洗浄の本来の目的を良好に達成できるようにする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明は、上述の課題を解決するため、蛍光ランプ、特に背景光に用いるランプ用ガラ
ス管の洗浄方法を提供することを目的とする。本洗浄方法は、ガラス管を、中性から弱ア
ルカリ性のｐＨ値、好ましくは約７～約１２のｐＨ値で、約０°Ｃ～約９０°Ｃ、好まし
くは約２０°Ｃから８０°Ｃまでの洗浄温度で水性洗浄媒体を用いて洗浄する工程を含む
。
【００１７】
　本発明はさらに、蛍光ランプ、特に背景光に用いるランプ用ガラス管の加工方法を提供
することを目的とする。本加工方法は、（１）ガラス管を、中性から弱アルカリ性のｐＨ
値、好ましくは約７～約１２のｐＨ値で、約０°Ｃ～約９０°Ｃ、好ましくは約２０°Ｃ
から８０°Ｃまでの洗浄温度で水性洗浄媒体を用いて洗浄する工程を有する洗浄処理と、
（２）加熱処理（Ｔｅｍｐｅｒｖｅｒｆａｈｒｅｎ）とを含む。
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【００１８】
　驚くべき事に、洗浄処理を所定の条件で実行すると、好ましくない縮小化（「収縮」）
の影響を最小とする、または大幅に抑制することができることが発見された。この重大な
条件とは洗浄を行う際の洗浄媒体のｐＨ値と洗浄温度である。ガラス管を洗浄媒体にどれ
だけ長く浸しておくかという洗浄期間または洗浄時間は、その副次的な要件に過ぎない。
上述の重大な条件を考慮することによって、不良品を大幅に減らし、ガラス管の性能を高
めることができ、特にこの所定を大きな規模で実行すると経済的な効果を発揮する。
【００１９】
　洗浄媒体は水性媒体であり、洗浄媒体の主成分は水で構成される。水は、洗浄媒体にお
いて、５０％以上、好ましくは６０％以上、特に好ましくは７０％以上、さらには８０％
以上が好ましい。特に、洗浄媒体は水性の溶剤であることが好ましい。
【００２０】
　洗浄処理で遵守しなくてはならない境界条件として、洗浄媒体のｐＨ値を中性から強ア
ルカリ性に調節することがあげられる。このｐＨ値は好ましくは７～１２の範囲、特に好
ましくは７～９の範囲、または９～１２の範囲である。このｐＨ値の範囲に調節すると、
ガラス表面が洗浄溶剤によって腐食されることがない、または極めて僅かしか腐食される
ことがないため、特に有利であることが実証されている。ｐＨの範囲が７～９であると、
洗浄溶剤の腐食性が低下するという利点（作業者の保護、環境保全）があるが、洗浄効果
も低下する。ｐＨの範囲が９～１２であると、洗浄効果が極めて高くなるため、特に管の
汚れがひどい場合には有利である。通常の汚れは、例えば、油脂などの有機的な汚染物質
（例えば指紋）が主であるので、（酸性溶剤よりも）アルカリ性溶剤の方が除去すること
ができる。
【００２１】
　本発明によると、洗浄処理の全工程においてｐＨ値を一定に保つことが特に有利である
。これは、ｐＨ値を常時管理して、必要に応じて、弱酸及び／又は塩基などの添加剤を付
加することによって実現できる。また、洗浄時に洗浄媒体を、例えば、継続して交換する
、あるいは時々交換することによって、ｐＨ値を初期の値に戻す、または初期の値に維持
することもできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　さらに、広範にｐＨ値を維持するように調節したｐＨ緩衝系に洗浄媒体を添加して、ｐ
Ｈ値の変動を僅かに保つことも可能である。ここで使用可能な緩衝系として、例えば、Ｋ
Ｈ２ＰＯ４／ＮａＯＨ　（ｐＨ範囲５．８～８．０）又はＫＨ２ＰＯ４／Ｎａ２ＨＰＯ４

（ｐＨ範囲５．４～７．８）Ｎａ２ＨＰＯ４　／ＮａＯＨ（ｐＨ範囲１０．９～１２．０
）などのリン酸緩衝液、Ｔｒｉｓ／ＨＣｌ（ｐＨ範囲７．０～９．０）などのトリス緩衝
液、ホウ砂／塩酸（ｐＨ範囲９．２～１０．８）などのホウ砂緩衝液、炭酸／カーボネー
ト緩衝液（ｐＨ範囲６．２～１１．０）、アンモニア緩衝液ＮＨ３＋Ｈ２Ｏ＋ＮＨ４Ｃｌ
（ｐＨ範囲８．２～１０．２）、及びその他の当業者には公知の緩衝系などがあげられる
。緩衝溶剤の成分割合を調節することによって、所望のｐＨ値を可能な範囲内で調節する
ことができる。いくつかの例を以下の表に記す。
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【表１】

トリス：　Ｔｒｉｓ（ヒドロキシメチル）アミノメタン
混合物の最終体積＝１００ｍｌの緩衝溶剤
【００２３】
　さらに驚くべき事に、温度範囲を用途に応じて略０°Ｃ～略９０°Ｃ、特に略２０°Ｃ
～８０°Ｃの温度範囲と、洗浄温度は可能な限り低く保つことが好ましいことが示された
。温度範囲は好ましくは略２０°Ｃ～略７０°Ｃ、特に好ましくは略２５°Ｃ～５０°Ｃ
である。ここで、「略」とは、１～１０％前後の値、好ましくは２０％まで前後の値の数
値または範囲を意味する。範囲内の全ての値については明示的に開示する。
【００２４】
　上述の温度範囲で観察をしたところ、ガラス表面の腐食はないか、あったとしても極僅
かに過ぎなかった。
【００２５】
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　これに対して、予想もしなかったことだが、洗浄時間が加熱処理におけるガラス管の縮
小化（「収縮」）に対して及ぼす影響は副次的なものであることが判明した。したがって
、洗浄効果を向上しながら同時に縮小化を少なくするためには、用途に応じて、低温にし
て洗浄する時間を長くする、または高温にして洗浄する時間を短くすることができるが、
前者の方が後者より好ましい。「低温」とは、上述の範囲の下方の範囲の温度を意味し、
「高温」とは、上述の範囲の上方の範囲から選択された温度を意味する。
【００２６】
　洗浄媒体に、ガラスの洗浄を支援する一以上の化合物を添加するとさらに有利であるこ
とが実証されている。ガラスの洗浄を支援する化合物として、例えば、界面活性剤があり
、これらは陰イオン性、陽イオン性、非イオン性、両性に分類できる。陰イオン性の界面
活性剤として、例えば、アルキルベンゼンスルホン酸、アルカリスルホン酸、油脂アルコ
ールスルホン酸、油脂アルコールエーテルスルホン酸、アルキルリン酸、アルキルエーテ
ルリン酸などがあげられる。
【００２７】
　陰イオン界面活性剤として、例えば、アルキルベンゼンスルホン酸、アルカリスルホン
酸、油脂アルコールスルホン酸、油脂アルコールエーテルスルホン酸、アルキルリン酸、
アルキルエーテルリン酸があげられる。石鹸は陰イオン界面活性剤に分類され、基本的に
高級脂肪酸のナトリウム塩及びカリウム塩である。
【００２８】
　非イオン界面活性剤として、例えば、油脂アルコールエトキシレート、アルキルフェノ
ールエトキシレート、油脂アミンエトキシレート、脂肪酸エステルエトキシレート、アル
カノールアミド及びアミンオキシドがあげられる。
【００２９】
　陽イオン界面活性剤として、例えば、アルキルアンモニウム化合物又はイミダゾリニウ
ム化合物があげられる。
【００３０】
　両性の界面活性剤として、例えば、スルホベタイン及びタウリンがあげられる。
【００３１】
　特に好ましい界面活性剤として、石鹸などの中性から弱アルカリ性までのｐＨ値を有す
るものがあげられる。
【００３２】
　１以上の界面活性剤の量は、好ましくは、略０．１～略２０重量％まで、好ましくは略
０．５～略１０．０重量％まで、特に好ましくは略１～略５重量％までである。
【００３３】
　さらに、洗浄媒体に錯化剤を添加して、例えば、アルカリイオン、アルカリ土類などの
開放されたイオンを錯化して、ガラスや洗浄媒体の成分などと結合したり、反応すること
を防止することが好ましい。好適な錯化剤については化学文献に記載されており、例えば
、ＥＤＴＡ、ポリ（ヒドロキシカルボキシレート）、クラウンエーテルなどをあげること
ができる。
【００３４】
　本発明のさらに好適な実施例によると、洗浄媒体のイオン濃度を高めるために中性塩を
さらに追加的に添加できる。これは、ガラスにも洗浄媒体の成分にも反応しない通常の塩
である。例えば、ＮａＣｌ、Ｎａ２ＳＯ４、ＣａＣｌ２、ＫＣｌ、Ｋ２ＳＯ４、ＫＢｒな
どがあげあれる。
【００３５】
　本発明の洗浄溶剤は、例えば、以下の組成成分を含んでもよい。
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【表２】

【００３６】
　このような界面活性剤、緩衝剤、塩、錯化剤などの添加剤のみを洗浄媒体に添加するこ
と、相互に好ましくない反応が発生したり、本発明の洗浄方法が阻害されることのないよ
うに適用すべきであることは言及するまでもない。
【００３７】
　本発明は、特にガラス管のガラスに限定されるものではない。特に好ましくは、硼珪酸
ガラスまたは石灰－ナトロン・ガラスをベースとしたロアガラス（Ｒｏｈｒｇｌａｓ）の
ガラスに使用する。公知のいかなるガラスを含んでもよい。
【００３８】
　本方法が特に有利なガラスは、例えば、以下のガラス組成成分の一つを有する。
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【表３】

Ｒｈ，Ｈｆ，Ｔａ，Ｗ，Ｒｅ，Ｏｓ，Ｉｒ，Ｐｔ，Ｌａ，Ｐｒ，Ｎｄ，Ｓｍ，Ｅｕ，Ｇｄ
，Ｔｂ，Ｄｙ，Ｈｏ，Ｅｒ，Ｔｍ，Ｙｂ，Ｌｕは酸化物の状態で０～５重量％。
【００３９】
　好ましくは、さらに、いわゆる石灰－ナトロン・ガラスは例えば、以下のガラス組成成
分比である。
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【表４】

Ｒｈ，Ｈｆ，Ｔａ，Ｗ，Ｒｅ，Ｏｓ，Ｉｒ，Ｐｔ，Ｌａ，Ｐｒ，Ｎｄ，Ｓｍ，Ｅｕ，Ｇｄ
，Ｔｂ，Ｄｙ，Ｈｏ，Ｅｒ，Ｔｍ，Ｙｂ，Ｌｕは酸化物の状態で０～５重量％。必要な場
合は、清澄剤を通常の濃度で、特に塩化物、スルホン酸、Ａｓ２Ｏ３及び／又はＳｂ２Ｏ

３から選択して用いる。特に好ましくは、高い温度－清澄の用途にＳｎＯ２を用いる。
【００４０】
　使用するガラス組成成分に、好ましくは、酸化セリウムおよび酸化亜鉛を含むことがで
きる。これによって、酸化亜鉛の存在によって酸化セリウムの含有量が高くなることによ
る色むらの発生を抑制できる。
【００４１】
　本発明は、同様に、ガラス管の形状に特に限定されるものではない。本発明の洗浄方法
は、ランプに使用可能な如何なる断面形状にも適用可能である。ランプの通常の断面形状
は、例えば、背景光の場合、立体的な物体に合わせる。好ましくは、円形、楕円形、四角
形、及び／又は平面、四角形断面（例えば、Ｏｓｒａｍ社のＰｌａｎｏｎ（登録商標））
、特に好ましくは、平面で四角形の断面形状などの背景光用のランプで使用するような断
面形状である。
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　本発明の洗浄方法を実行するガラス管は、蛍光ランプのカバーガラス（Ｈｕｅｌｌｅｎ
ｇｌａｅｓｅｒｎ）、好ましくは小型化した蛍光ランプなどに加工することができる。本
発明の洗浄方法によると、ガラス管にさらに加熱処理を行うことが好ましい。ここで、例
えば、加熱処理ステップとして、例えば、蛍光層を管の内側に焼き付ける、最大温度の範
囲を、例えば、略５００°Ｃ～略７５０°Ｃ、典型的には６００°Ｃ～７００°Ｃとする
「ベーキング処理」をあげることができる。
【００４３】
　ガラス管から製造可能な蛍光ランプは、好ましくは、背景光、例えば、平面ディスプレ
イの背景光（いわゆるバックライト）、特に、ＬＣＤ－ＴＦＴディスプレイに使用するこ
とができる。かかるランプは、この用途では極めて小さいサイズとなるので、ランプのガ
ラスも厚さが極めて薄いことのみが好ましい。例えば、ガラス管は管状で、直径は、好ま
しくは、１．０ｃｍを下回る、より好ましくは０．８ｃｍを下回る、特に好ましくは０．
７ｃｍを下回る、さらに好ましくは０．５ｃｍを下回ってもよい。管状のカバーガラス（
Ｈｕｅｌｌｇｌａｓ）の壁厚は、好ましくは１ｍｍを下回る、特に好ましくは０．７ｍｍ
を下回る。代替の実施例では、光源のガラス管の厚さは１ｃｍを下回ってもよい。好まし
いディスプレイまたは画面は、ラップトップ型、特に平面バックライト装置などで使用す
る、いわゆる平面ディスプレイである。
【００４４】
　製造可能な蛍光ランプは、好ましくは、小型バックライト・ランプである。このような
ランプは、好ましくは広範に透明であり、カバーガラスからなる中央部分と、金属または
合金配線を差し込む接続部を装着できる二つの端部に分類される。金属または金属配線は
加熱処理ステップでカバーガラスに溶接してもよい。金属または合金配線は電極導線、及
び／又は電極である。これらの電極導線は、好ましくはタングステン金属またはモリブデ
ン金属、またはコバール（Ｋｏｖａｒ）合金である。カバーガラスの熱膨張係数（ＣＴＥ
）は電極導線の熱膨張係数（ＣＴＥ）と広範に一致させて、導線の部分では、テンション
が存在しない、または発生するテンションは所定の範囲にとどまるようにすることが好ま
しい。非電極ＥＥＦＬバックライトでは、電界により結合が行われるので、バックライト
・ランプは、特に好ましくは、電極配線のないＥＥＦＬ（外部電極蛍光ランプ）である。
内部に配置した電極を介してプラズマを点火するＣＣＦＬシステム（冷陰極蛍光ランプ）
も知られている。
【００４５】
　以下、本発明の理解を容易にするため、本発明の実施例を用いて説明するが、本発明は
これに限定されるものではない。
【実施例】
【００４６】
　以下の硼珪酸ガラスの組成成分からガラス管を製造した。
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【表５】

管の形状は以下の通りであった。
外径：３．４ｍｍ　
内径：２．４ｍｍ　
壁厚：０．５ｍｍ及び
管の長さ：５００ｍｍ
【００４７】
　上記の組成成分と上述の寸法を有するガラス管に本発明の洗浄方法を実施した。ここで
、それぞれのガラス管の縮小化（「収縮」）をｍｍ単位で、様々なｐＨ値に対して洗浄時
間と洗浄温度に応じて測定した。その結果を添付の図１～図３に示す。各図面が示す内容
は以下の通りである。
【００４８】
　図１は、ｐＨ値が４．５の場合の洗浄時間と洗浄温度に応じたガラス管の縮小化（「収
縮」）をｍｍ単位で示している。図２は、ｐＨ値が７の場合の洗浄時間と洗浄温度に応じ
たガラス管の縮小化（「収縮」）をｍｍ単位で示している。図３は、ｐＨ値が９の場合の
洗浄時間と洗浄温度に応じたガラス管の縮小化（「収縮」）をｍｍ単位で示している。
図４は、ベーキング処理における温度と時間の代表的な関係の例を示す。
【００４９】
　図１に、ｐＨ値が４．５の場合の洗浄処理を示す。ｐＨ値は、本発明のｐＨ値の範囲の
外で、酸性に調節されており、高温になると縮小化が明確に進んでいる。４５°Ｃを超え
ると既に、ガラス管の形状変化という不利益な影響が明確に観察され、背景光用のランプ
としての意図した用途でガラスが使用できなくなった。
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　図２に、ｐＨ値を７として実行した本発明の洗浄方法を示す。図１に示した様々な縮小
化が発生した範囲は、明らかに分散し、好ましくは７０°Ｃまでの温度で加熱処理が可能
となっている。
【００５１】
　図３に、ｐＨ値を９として実行した本発明の洗浄方法を示す。図３に示すように、ｐＨ
値は８～９が特に好ましい。処理時間を１２０分と長くしても、７０°Ｃを超える温度ま
で縮小化がほとんど発生せず、洗浄したガラスに形状の変化はほとんどなかった。
【００５２】
　図４に、ベーキング処理における温度と時間の代表的な関係の例を示す。他の関係でも
調節可能であることは自明である。
【００５３】
　本発明によると、第１に、縮小化（「収縮」）を大幅に減少する、または完全に解消で
きる、ガラス管、特に硼珪酸ガラスまたは石灰－ナトロン・ガラスの洗浄方法を提供する
。これによって、ガラス管製造時に発生する不良品が減少するので、本方法は経済性を大
幅に向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】ｐＨ値が４．５の場合の洗浄時間と洗浄温度に応じたガラス管の縮小化（「収縮
」）をｍｍ単位で示す図である。
【図２】ｐＨ値が７の場合の洗浄時間と洗浄温度に応じたガラス管の縮小化（「収縮」）
をｍｍ単位で示す図である。
【図３】ｐＨ値が９の場合の洗浄時間と洗浄温度に応じたガラス管の縮小化（「収縮」）
をｍｍ単位で示す図である
【図４】ベーキング処理における温度と時間の代表的な関係の例を示す図である。
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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